
光 学 干 涉 镀 膜

本文对美国光学学会 � �  �年� 月在 � � ��� 扭�� 举行的光学干涉镀层专题会议作了简要报导
,

评述了现代技术
,

确认了未来方向
。

在 � � � � 年 �月在 加 利 福 尼 亚 太 平 林

�� � � � ���  � � � � � 美国光学学会同时举行了

三个专题会议
。

光学干涉镀层的三夭会议是

会议之一
。

计划和组织工作由美国真空学会

和真空镀膜工作者学会与美国光 学 学 会 合

作
。

论 文 摘 要 登在
《
美国光学学会期刊二

月号
》 。

光学镀层使用者和生产者都 参 加 了 会

议
。

这些小组交流了情报很有收获
。

生产者

知道了在很多光学系统中干涉镀层 目前在主

要部分很受鼓舞
。

�虽然他们感到如果它们仅

仅是作为装饰 品
,

我们的任务将由于它们不

再很需要而决定中止镀层的应用 而 受 到 威

胁 �
。

例如高功率钱玻璃激光器建造了为核聚

变研究之用
。

它们需要的线性起偏振镜不是

小尺寸
,

其在线端用的孔径大到 �� 厘 米 直

径
。

像 � � � � � � �� � � � ��� �聚变公司� 所

着重指出的那样
,

没有真正的代 替品能代替

光学千涉镀 层
。

为�� � � �� � � �  ! ∀ �� �� �休斯研究试验室�

描述了某些高精度低损耗减反射 镀 层 镀 在

��
�

激光器窗面上
。

又是镀层的独一无二的

作用是明显的
。

例如如果减反射镀层从照相

机镜头元件表面取消掉
,

最坏的 情形 是 可

变光阑将不得不打开一个额外光阑来补偿耗

损
。

但是当一个兆瓦通量投射到没有减反射

层的表面上将会发生什么事情呢 � 反射光束

往往可以毁掉窗 口和其它元件
。

看来镀层没

有代替品
。

有需要采用新方法鉴定光学镀层特性
。

一般的作法是
�

在蒸发室里制备膜层
,

将它

从真空室里取 出
,

而后放到光谱光度计上
。

如果它满足技术要求
,

便运送给用户
。

但这

光谱光度计接收了直接光束和在小角散射的

通量两者
。

�� � � � ��� � � �� � � � � �� ��大学 �

指出这表面散射怎样使一个带通滤波器的透

射质量下降
。

环形激光器陀螺仪 的 制 造 厂

�不少于三家 � 的代表参加讨论会
。

对他们

说来在内部激光反射镜百分之几的散射意味

着镀层是无法接受的
。

个别层内的内电场分布是镀层品质检查

考虑的另一重要因素
。

在某些多镀层膜中驻

波可产生高内场
。

这些电场使损坏闭值大为

降低
。

� � �� � � � � � � � 描述了 � � � � �� � � �

科学试验室的某些优异试验仪器用于量测激

光损伤
。

��位作者 �� � �� � �的�
�

� ���� �
�

光谱物理的 �
�

� � � � �� � �
,

和 � �� �的 �
�

� � �� �� 描述了用于在多镀层膜中计算 内场

分布的计算机码
。

分析多镀层膜的非光学方法提供令人鼓

舞的可能性
。

有多少次我们遇到为什么有些

批镀层不能满足技术要求 � 我们推测某些沽

污进 了镀层或是蒸发物本身不纯
。

�
�

� � �� �

�物理电子学公司� 描述了饿歇 ��
� , �� 电

子光谱学如何可用来显示多层膜 的 深 度 剖

面
。

几张幻灯片显示电介质镀层 中存 在 炭

�来 自泵油 �� 和铜 �来自蒸发 电极 ��

讨论会的良好特点是提出了这许多有关

怎样做的文章
。

�� � � � � � � � � � �� �
� �  � ���

大学 � 给了对 干 涉片 用的电介质反射器设

计的很多细节
。

�
�

�
�

� ��
� � � �� � �� � � � 大学�

和 � ��
� �� � �� �� � �� � �� �  �� 都描述� 用于

设计带通和截止滤光片的某些程序
,

有一个

带通滤波 器 专 门 小 组 讨 论
。

� �� � �
��



�� � � �� 和 �
�

�
�

� � � � � � � � ��� � �加拿大

国家研究委员会� 提供了他们设计的全部分

析
。

少数文章提供淀积薄膜的有实际经验方

面
。

本期载有关于三元化学成分的镀层材料

的一篇 文 章
。

� � � �� � � � � � � � � � � � �太 平

光学公司 � 提供淀积氧化钦和氧化错技术的

很多细节
。

� �� � � � ��� � � �� � �� �  ��对镀层

材料和它们的光学性质给了广 泛 的评 述
。

� 。 � 。 �� � � � ��� � � �� � � 实验室 � 说
,

人

人都可以蒸镀钉膜 �如果你照她 的 方 法 蒸

镀 � 膜层将牢固地附着在衬底上
。

配工具是另一重要课题
。

在透射镜被镀

时你怎样设计夹具使透镜定位� �
�

� ��
� �� �  

�光谱物理 � �
� � � � � � � � ��� �设计光学公

司� 和 �� � � � � � �� � � � � �� �  !� 都对这课

题给了些实用的建议
。

业中称为出轨
。

�
�

� � � � ���� �� 利用这 出 轨

效应生产了可变色镀层—假使你打不倒它

们
,

就联合它们吧 �

�
�

� � �� � � �� � � � �� �提出很多希望要把

干涉镀层用到光热能量转换上
。

但当他讲了

为了要有效地比较费用起见它们生产必须费

用很低时
,

这些希望受 了挫折
。

按这路线的

说法
,

� �� �� 描述了一个费用低的减反射镀

层
,

是用化学酸蚀法生产的
。

还有用溅射法生产光学镀 层 的 应 用
。

现在没有广泛应用
,

但 将 来 怎 样� �
� �� � �

� � �� � � �� � �通用动力学公司 � 描述了许多

红外镀层
,

她是用溅射法制造的
。

�
�

� � � �� �

�� �� 实验室� 用溅射法生产金属和 电 介

质的混合物镀层
。

光学镀层技术两个未来方向可以确认
。

第一在于完善那种用来描述镀层性质的模型

概念
。

� � � �� �’ � ��� 在 � � � �年造型了一个具

有平滑的交界面的均匀介质膜
。

在这交界面

处其折射率是突变的
。

我的计算码 �注 � 以
’

及参加会议大部分人的码一样都是采用这种

模型概念
,

所以不能否认它的普及性
。

但是

它 已被挤掉
。

由于某种原因
,

从膜层表面及

其 内部来的散射将加到模型上
。

如果我们没

有现实的对镀膜的粗糙度和体内散 射 的 测

量
,

这模型又有什么用处呢仑这要求我们发

展工具来测量光学镀膜表面和它们的变化与

自协变化这类性质的统计性质
。

目前
,

很少生产在短波长能起作用
,

以

� ��在 � � � � � 截止透过的干涉镀层
。

� ��
� �

� � � � � � ���� � ���� 研究实验室� 描述了用

于波长短到 �� � �
、

生产多镀层反射镜的技

术
。

虽然会议焦点是薄膜中横向波传播
,

但

� �� �� �巴黎 光 学 研 究所� 和 �
�

�
�

� � � � ��

�� � � 研究实验室 � 描述了侧向传播
,

即波

导模
,

可对薄膜的折射率和衰减率提供有用

的信息
。

第二个方 向涉及关于许多物质应用到光

学镀层方面
。

问题是寻求理想的物质
。

相当

高的机械硬度
,

低的光学吸收和光散射
,

经

多次蒸镀其折射率都能复现
。

我们怎样找到

它们� 我们认为要很多不同物质能制备成镀

层而使镀层折射率充满需要的范围
。

镀膜技术人员受到横跨衬底蒸发物不匀

厚度的麻烦
。

这往往表现为颜色变化
,

在行

也许我们可以将镀层和集成光学与平面

光学波导技术的发展之间提出类似处
。

在早

年—
即六干年后期—

可看到一批文章着
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饮后 以犷 � � 砚 � 口 已

了大长 腼
三
大仗 少�

到 � 用 � � � �
不日� ��

�

�� � � 入� ��膜的 � � 

玻璃的双层增透作用和保护作用
:

l一无增透膜;

2一有双层增透膜 (试验前相在相对湿度

98 多
,

温度40 ℃及周期露水凝集作用

条件下经过25 天试验后)

图 4 镀有二氧化硅膜(n h于入/4 )门T B F 违

玻璃的单层增透作用
:

1一四块玻璃堆积 (总厚度25 毫米) 尤增

透膜;

2一同上经镀增透膜层后
,

试验前和在相

对湿度98 拓
,

温度40 ℃的条件下
,

经

20天试验后
.
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重这些器件的物理一光学的方面
。

‘

祸 合器的

理论和传播理论得到了迅速探索
。

于是寻找

波导材料问题成为阶段的中心
。

继续寻找低

损耗高折射率的无机平面波导
。

r

也许这样比拟很没有力量
。

因为在集成

光学上花的钱远超过了光学镀层研究
。

但两

领域看来基本理论都已很好掌握
。

材料研究

规划继续进行
。
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(麻省大学)

在会议中提 出一篇文章
,

在1930年间开始了

蒸发铝镀膜性质的研究
。

这研究继续到 197 0

年间
,

还可能延到未来
。
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